
1. まえがき

㈱日立製作所の中で､本社や茨城地区から最も遠い山口県下

松市に､新幹線 ｢のぞみ｣や｢リニヤモーターカー｣ を開発した

笠戸工場がある。大正10年に㈱日立製作所の3番目の工場と

して操業を開始し､蒸気機関車の製造を皮切りに､鉄道車両だ

けでなく化学プラントや運搬荷役機械の開発･設計･製造で日

本経済の高度成長と社会の近代化に大きく貢献してきた工場

である。しかし､1970年代の後半には重厚長大産業が次第に

陰りを見せ､79年の第2次オイルショックを契機に､当工場の業

績は極端に悪化していった。当時､社内の部長研修に参加し

た化学プラント設計部長が､この研修で知合った中央研究所の

部長に半導体製造装置の製作を勧められ､横浜工場が作るカ

ラーテレビに使われるチューナー用SAWデバイスのバッチ式ド

ライエッチング装置を80年9月に納入することになる。これが笠

戸工場で半導体製造装置事業を始めるきっかけである。その

後､プラズマCVD装置やスパッタ装置の開発も手がけ､83年に

は枚葉式連続スパッタ装置や枚様式ドライエッチング装置､分

子線エピタキシ装置の開発プロジェクトなどが同時進行した。

またゲート用マイクロ波エッチング装置の特別研究も密かに遂

行するなど､半導体装置事業は今後大きく伸びる新分野として

多くの経営資源が投入されていた。

この年の11月､運搬機部門で大型荷役機械の開発を担当して

いた全くの門外漢の私は､運搬機部門の仲間6名とともに､化学

プラント部門から独立したばかりの半導体装置グループに転属

となった。

2. 隠れみの開発

当部門の業績はその後の3年間で大幅に伸張したが､85年に

入り､初めてシリコンサイクルという大不況を経験することになる。

このため､85年8月には開発を次世代8インチ対応のマイクロ波

エッチング装置一本にしぼり､その他の開発は全て凍結するこ

ととなった。運搬機部門から移籍して2年にも満たない私が､そ

の開発のティームリーダに指名された。しかし､売上が激減して

いたため当グループの業績は大幅赤字の状況で､開発資金の

捻出もままならず､通常のやり方ではこの開発をスタートさせる

ことは不可能と思われたが､工場幹部の関連部署への密かな

説得工作が功を奏し､異例ではあったが研究所に格別のご支

援をいただけることとなった。つまり機械研究所の試作として工

場の技術者を研究所へ移し､開発資金の一切と執務場所を借

りて死んだ振りをして密かに開発を推進する､まさに隠れみの

開発体制を敷くことになった。

85年9月､開発ティームリーダの私を筆頭に7名の設計者が､笠

戸工場に隣接する機械研究所へ移籍し､計算機室隣の小さな

一室を借りて､μ（ミュー）プロジェクトと命名した開発プロジェ

クトを発足させた。μとは､開発すべき製品が､次世代のサブ

ミクロンパターンをねらった超微細加工性を達成できるよう､熱

い期待を込めて命名したものである。

3. メタル用マイクロ波エッチング装置､産みの苦しみ

プロジェクト室は7名でギュウギュウ詰めの状態で､喫煙者の多

い部屋の環境改善のため､研究部長にご無理を言って､エアコ

ンや換気扇も取付けていただいた。無謀なことにメンバーのほ

とんどどが､マイクロ波に関しては素人であった。

最初は､マイクロ波の伝播に関する文献や､エッチング特性に関

する研究報告をあさり読むことから始めた。社内顧客の関連部

門の方々から何度もニーズをお伺いし､装置コンセプトを作って

いった。同時に特許の調査も開始した。特許はガセットによる

調査にとどまらず､山口市の県立図書館や東京の国立図書館

へも出かけて調べ､その数は10万件以上にのぼった。このプロ

ジェクトの成功のためにはいくつかの重要課題を克服する必要

があった。それは当時開発の最終段階にあったゲート用6イン

チ対応のマイクロ波エッチング装置M206Aをお手本として､

1）200ｍｍ対応の大口径マイクロ波プラズマ源

2）ダメージレス･インラインマイクロ波アッシャ

3）分散型高速マイコン制御システム

4）パーティクルレス高速搬送システム

などの新技術を開発することであり､これらを予定のコストで2

年以内に完遂させることであった。

特に4)項については､ゴミの落下を防ぐためウェハを立てて搬

送すべきだとの意見が大勢を占めた。しかし､ウェハを水平か

ら垂直へ姿勢変更するための機構が複雑となり､搬送の信頼

性やチェンバ内でウェハを垂直に保持することが技術的に困難

で､とても期限内に開発できないと判断した。計画は思い切っ

て水平姿勢で進める一方､ウェハの姿勢が垂直と水平でプラ

ズマ中でウェハへのゴミの付着がどのように違うのか､平行して

実験で確かめることにした。この試験は､機械研究所7部に分

担していただいた。結果は両者で差がなかった。真空中では､

0.5ミクロン程度の大きさのゴミになると､ブラウン運動と重力が

バランスし､重力方向になかなか落下しないこと､加えてプラズ

マ中ではゴミが電荷を持ち､重力よりも､電荷によるクーロン力
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の方が大きいためであった。これで､先行した計画が無駄にな

らずにすんだと胸をなでおろした。そして翌年の86年6月には､

要素試作機が完成し､製品試作の計画も順調に進んでいた。

しかし､8月になって重大な問題が発覚した。計画していた搬送

システムが､他社の申請している特許と酷似していたのである。

種々検討したが､どう考えても特許侵害のリスクを回避できない

と思った。苦渋の選択であったが､それまでの計画図を全て

反故にし､搬送システムの計画を一からやり直すことにした。そ

の日からは､工程挽回のためメンバー全員が連日連夜の必死の

努力を続けた。

しかし今振り返って見て､他社特許をしらみつぶしに調べてい

なかったら､そしてあの時に設計変更の決断をしなかったら､後

になって特許紛争で顧客に甚大なご迷惑をおかけした上に､

事業撤退に追い込まれていたかもしれず､背筋がゾッと冷たく

なる思いがする。

4. 開発なかばで､半導体製造装置ビジネスが廃止プロジェクトとなる

開発が進む一方で､事業環境は悪化の一途をたどり､86年下

期､ついに半導体製造装置製品の廃止の方針が出された。

2,000ｍ2の組立て室はほとんどが照明を落とし､ただ一個所だ

けスポットライトのように照らされた一角で､業界にデビューした

ばかりのゲート用マイクロ波エッチング装置M206Aがたった一

台だけ組立てられていた。半導体部門の設計や､製造部の仲

間たちは､武蔵､甲府､高崎､神奈川､小田原などの社内の各工

場に､いわば片道切符で次 と々出向していった。このプロジェ

クトは一体どうなるのか､自分自身の将来も含め､部下たちの行

く末を心配し眠れぬ夜が続いた。このような状況にあって､6人

の仲間たちの目は､かえって生き生きと輝いて見えた。絶対に

完成させてやるという執念で､文字どおり寝食を忘れて頑張り

続けた。そしてμプロジェクトが発足して以来１年10ヶ月後の翌

年87年7月､ついに製品試作機が完成した。製品のコードネー

ムはM308ATと名づけた。

5. 幸運のデビュー

87年8月に入ってシリコンサイクルによる半導体産業の大不況も

ようやく底を打ち､半導体メーカ各社もメガビット時代の幕開け

を予感し､投資のタイミングを図っていた。しかし､我々の装置

は生まれたばかりの試作品で､社内といえども､とても量産工場

に採用などされるはずもなく､また正規に開発ラインでの評価を

受ける手順を踏むと､少なくとも半年以上の期間がかかり､ビジ

ネスチャンスを逸する状況であった。このとき､㈱日立製作所那

珂N-1工場の製造部長との幸運な出会いがあった。当時アル

ミ配線の腐食でご苦労されていたため､アッシャを内蔵するマ

イクロ波エッチング装置が､配線工程での信頼性を飛躍的に高

める可能性があると直感され､いきなり量産工場へ採用するこ

とを決断していただいた。開発ラインでの試作実績がないこと

のリスクを軽減するため､試作機を使って実デバイスでの評価

を何度も重ねた。同氏自らもM308ATでエッチングしたアルミ配

線のSEM 写真を持って､経営幹部の方 に々M308ATを使うべく

説得して回られたとお聞きしている。開発部署である武蔵工場

からも､300枚以上のウェハを持参しての量産性の事前評価や､

多くの装置改善のご指導もいただいた。その結果､試作機に

対して200項目にも及ぶ改良･改善を施した製品第1号機を､翌

88年3月に無事N-1工場に納入することができた。これを契機に

次 と々外販に成功し､日刊工業新聞社殿から ｢88年10大新製

品賞｣ を受賞するなど､エッチングとアルミ配線の防食処理の

一貫処理ができる､世界で初めてのマイクロ波エッチング装置と

して業界ユーザからも大いに注目を浴びることになった。幸運

にもこの新製品が市場にタイミングよく受け入れられることによ

り､当部門の業績は急速に回復し､廃止プロジェクトからの復

活を果たしていった。M300シリーズはその後も改良を重ねな

がら､今日まで750台以上が全世界に出荷され､当社エッチング

装置のベストセラー機となるとともに､その後のM500､M600シ

リーズ開発の礎となった。

6. あとがき

その後もシリコンサイクルの大波の洗礼を3回も受けることにな

るが､この時のM308ATの開発を通して学び経験したことが､

当部門が厳しい生存競争を乗り切ってきた原動力となってい

る。事業にも人生にも時の運というものがある。運も実力のう

ちとよく言われるが､実は運を引き寄せるのは､失敗を恐れぬチ

ャレンジ精神と､どのような状況にあっても最後まで希望を捨て

ないで､やりとおす執念を持ち続けることではないかと思う。最

後に､お手本となったM206Aの開発に携わり､長年にわたって

エッチングビジネスの発展に寄与されてきた弊社笠戸事業所の

山本則明氏に感謝するとともに､本年元旦に道半ばでご逝去さ

れた氏のご冥福をお心より祈りいたします。
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